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Anotace 

Pro účely této práce byly připraveny objemové vzorky chalkogenidových skel o složení 

As40S60, As22S78, As40Se60, As20Se80, Ge5Se95 a Ge8Se92, ze kterých byly následně připraveny 

tenké vrstvy metodou vakuového napařování a spin-coating. Do připravených tenkých vrstev 

jsou následně přenášeny struktury metodou hot embosing využívající měkkou 

polydimethilsiloxanovou (PDMS) raznici. V rámci práce je studována závislost hloubky 

připravených lineárních mřížek na procesních parametrech v průběhu embosování (teplota, 

tlak, doba embosování). Byla ověřena také možnost využití metody micro-transfer molding k 

přípravě strukturovaných tenkých vrstev z roztoků chalkogenidových skel. Ramanova 

spektroskopie byla využita ke studiu struktury připravených skel a tenkých vrstev. 
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Title 

Preparation and Structuring of Amorphous Chalcogenide Thin Films 

Annotation 

Bulk samples of chalcogenide glasses with compositions As40S60, As22S78, As40Se60, 

As20Se80, Ge5Se95 and Ge8Se92 have been prepared for the purpose of this work. The bulk 

glasses were used for thin films preparation via thermal vacuum evaporation and spin-coating 

methods. Linear grating motif was transferred into the prepared thin films using hot 

embossing method with soft polydimethilsiloxane (PDMS) mold. Dependence of linear 

gratings depths on process parameters during hot embossing (temperature, pressure, 

embossing time) was studied. Possibility to use chalcogenide glass solutions to prepare 

structured thin films using micro-transfer molding was tested. Raman spectroscopy was 

utilized to study the structure of prepared glasses and thin films. 
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Úvod 

Chalkogenidová skla se řadí mezi amorfní polovodičové materiály. Jedná se o 

bezkyslíkaté materiály, jejichž struktura je tvořena prvky 16. skupiny (tedy chalkogeny) a 

dalšími elektropozitivnějšími prvky, nejčastěji Ge a As. Další prvky používané při syntéze 

chalkogenidových skel jsou například Ga, Sb, In, vzácněji pak i Cu, Tl, Pb, Bi, I, P a další. 

 Chalkogenidová skla vděčí za své unikátní vlastnosti v porovnání s běžnými oxidovými 

skly absenci kyslíku ve své struktuře. Chalkogenidová skla se od oxidových odlišují zejména 

širokým oknem propustnosti sahajícím od viditelné až po infračervenou oblast 

elektromagnetického spektra. Těžší atomy (v porovnání s kyslíkem) tvořící strukturu 

chalkogenidových skel jsou také příčinou vyššího indexu lomu.  

Další důležitou vlastností některých chalkogenidových skel je také citlivost na některé 

druhy záření. Vhodným zářením může být svazek elektronů, nebo iontů, ale nejčastějším 

zářením využívaným k vyvolání strukturních změn v chalkogenidových sklech je svazek 

fotonů. Každý druh svazku musí mít dostatečnou energii, aby dokázal vyvolat změny 

struktury skla, avšak je třeba mít na paměti, že příliš vysoká energie záření může způsobit 

absorbování záření pouze v části objemu vzorku a vést tak ke vzniku gradientu vlastností, či 

poškození vzorku. Na druhou stranu lze vysokoenergetické záření využít k přímému zápisu, 

kdy může docházet až k ablaci materiálu a vzniku požadovaných struktur. Expoziční záření 

by také mělo být dostatečně intenzivní, aby expozice vzorku netrvala neúměrně dlouho. 

Expozicí vyvolané změny struktury mají za následek také změny dalších vlastností. Může 

docházet ke světlání nebo tmavnutí vzorku vlivem posunu krátkovlnné absorpční hrany 

(bleaching / darkening, někdy také blue shift / red shift), ke změně indexu lomu (růst i pokles) 

a v neposlední řadě také ke změně chemické odolnosti. Změnu chemické odolnosti po 

expozici vhodným zářením lze využít k vytváření struktur pomocí litografických procesů a to 

jak přímo do chalkogenidových skel, tak do materiálů, na které byly chalkogenidová skla 

předem naneseny.  Chalkogenidová skla v takovém případě slouží jako rezist. 
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